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本シンポジウムは、3.7 レーザープロセッシングの分科企画シンポジウムとして、会期２
⽇⽬の３⽉２０⽇の午後に開催された。レーザープロセス技術は、有機材料、無機材料を
問わず幅広い材料に適⽤できるため、新材料製造開発の基盤技術として広く活⽤される。
光の空間伝播性によってプロセス環境を⾃由に選択できるのがレーザープロセス技術の１
つの利点と⾔える。レーザープロセス技術の新たな展開として液体中でのレーザープロセ
ス技術が進展してきている。このシンポジウムでは、レーザープロセス技術の観点のみな
らず、材料・化学の観点等、分野横断的に技術を俯瞰し、技術展開を考える機会とするこ
とを趣旨とした企画である。 

シンポジウムは、7件の招待講演と 6件の⼀般講演により構成された。初めに越崎直⼈先
⽣（北⼤）より、近年の液中レーザープロセスの研究の展開についての説明がなされ、本
シンポジウムの招待講演者についての説明がなされた。続いて伊藤義郎先⽣（⻑岡技⼤）
による「⾼速度レーザーストロボビデオ撮影による液中レーザーアブレーションの可視化
観察」と題する招待講演が⾏われ、液中の⾦属表⾯から微粒⼦が⽣成する挙動を直接観察
した結果等が紹介された。2件の⼀般講演をはさみ、中村貴宏先⽣（東北⼤）から「溶液
中への⾼強度レーザー照射による⾦属・合⾦ナノ粒⼦合成とその特性」と題して、フェム
ト秒レーザーを⽤いた還元法による特有の合⾦ナノ粒⼦が作製された例が紹介された。齋
藤健⼀先⽣（広⼤）から「レーザープロセスによるナノ粒⼦⽣成と光電デバイスへの活
⽤」と題して、超臨界流体中で⽣成された Siナノ結晶の発光デバイスへの応⽤が紹介さ
れた。中村俊博先⽣（群⼤）から「多孔質 Si の液中レーザー照射によるナノ結晶 Si 粒⼦
の⾼効率⽣成と発光⾊制御」と題して、化学エッチング法と液中レーザーアブレーション
法を組み合わせることにより、サイズ分布の少ない Siナノ結晶を⾼い収量で⽣成しよう
とする取り組みが紹介された。その後に 2件の⼀般講演をはさみ、⻄哲平先⽣（豊⽥中
研）から「気‐液界⾯レーザーアブレーションによるサブナノ、シングルナノクラスター



創製」と題して、原⼦数が数個から構成される Agサブナノクラスターの⽣成に成功した
結果が⽰された。⼋ッ橋知幸先⽣（⼤市⼤）から「フェムト秒レーザー誘起プラズマによ
る液体からの親⽔性炭素ナノ粒⼦の⽣成」と題して、有機／⽔の⼆液層から親⽔性炭素ナ
ノ粒⼦、さらにはフッ素含有粒⼦を⽣成することに成功した結果について⽰された。最後
に 2件の⼀般講演がおこなわれ閉会となった。本シンポジウムでは会場が満席となる 80

名程度の参加者を集め、物理学から化学に渡る観点から、⾼強度レーザーと有機材料・無
機材料の相互作⽤についての議論がなされ、さらには液中レーザープロセス技術の産業応
⽤を⾒据えた幅広い可能性が確認された。最後に、御講演を快く引き受けていただいた先
⽣⽅とご来場いただいた聴衆の皆さま⽅に厚く御礼申し上げます。 


